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Fabrication of Moth-Eye Pattern on a Lens Using Nano Imprint lithography
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 록: 본 연구에서는 나노 임 린트 리소그래피 공정과 PVA(Poly-Vinyl-Alcohol), PDMS(Poly-Dimethyl-Siloxane)  

template 등의 flexible template를 사용하여 평면 기  뿐만 아니라 곡면 즈 에 moth-eye 구조를 성공

으로 형성시켰으며 처리 되지 않은 즈에 비해 투과율이 향상되는 것을 확인하 다.

1. 서론 

 최근 디스 이, 발  다이오드, 태양 지 등의 소자의 효율을 높이기 해 나노 구조를 이용한 무반사 

코 에 한 연구가 활발히 진행되면서 모스 아이 효과에 한 심도 증  되었다. 모스 아이 구조는 나노

미터 크기의 원뿔 구조가 정렬되어 있는 모양으로 그 구조가 굴 률을 차 으로 감소시켜 반사를 효과

으로 차단한다.[1] 고효율의 나노 구조를 소자에 용시키기 해서는 정 도가 높으면서도 공정 비용이 렴

하고, 높은 수율을 가질 뿐만 아니라. 곡면에도 패터닝이 가능한 공정이 필요하다.[2]본 연구에서는 나노 임

린트 리소그래피를 이용하여 moth-eye 구조를 곡면 즈 에 형성하 다.

2. 본론 

  

본 연구에서는 PVA, PDMS를 사용하여 Ni master template에 있는 Moth-eye 구조의 역상을 복제하여 나노 

임 린트 리소그래피 공정의 template로 사용하 다. 즈 표면을 UV 경화성 고분자 진을 떨어뜨린 후 

flexible template으로 가압하여 고분자 진이 충분히 도포될 수 있도록 하 다. 진이 충분히 도포 된 뒤, 

UV를 조사하여 진을 경화시켰다. 경화가 끝난 뒤, PVA, PDMS template를 제거하여 즈 에 Ni master 

template에 있던 moth-eye 구조와 같은 구조를 형성 시켰다. 표면에 moth-eye 구조가 형성 된 즈의 투과

도를 측정하여 처리 되지 않은 즈의 투과도와 비교하 다.

3. 결론 

 Flexible template를 사용하여 곡면 즈 에 Moth-eye 구조를 형성시킨 결과, 즈 표면 에 지름 

250nm, 높이 130nm 의 원뿔 형태의 moth-eye 구조가 넓은 면 에 형성되었음을 확인하 다. 투과도 측정 

결과, moth-eye 구조를 형성한 즈의 투과도가 처리하지 않은 즈에 비해 효과 으로 높아졌다.
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